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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成22年2月4日(2010.2.4)

【公開番号】特開2000-64047(P2000-64047A)
【公開日】平成12年2月29日(2000.2.29)
【出願番号】特願平11-179921
【国際特許分類】
   Ｃ２３Ｃ  14/06     (2006.01)
   Ｃ３０Ｂ  23/08     (2006.01)
   Ｃ３０Ｂ  29/04     (2006.01)
   Ｃ３０Ｂ  30/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２３Ｃ  14/06    　　　Ｆ
   Ｃ３０Ｂ  23/08    　　　Ｐ
   Ｃ３０Ｂ  29/04    　　　Ｄ
   Ｃ３０Ｂ  30/02    　　　　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成21年12月9日(2009.12.9)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】特許請求の範囲
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
　　【請求項１】　細長い本体の形態の基体を真空蒸着可能な材料で被覆する方法であっ
て、接地された陽極によって囲まれた基体を真空室内に支持すること、蒸着可能な材料の
気体を低圧で前記真空室に導入すること、及び無線周波源を前記基体に接続して前記基体
を囲む共軸の電界を生成することを含み、前記電界が前記気体をイオン化して、対応する
プラズマを、前記基体を同様に共軸に囲むように発生させる、方法。
　　【請求項２】　前記気体の雰囲気が、前記基体をダイヤモンド様炭素で被覆するよう
に炭化水素ベースの気体を含む、請求項１に記載の方法。
　　【請求項３】　前記炭化水素ベースの気体がアセチレンである、請求項２に記載の方
法。
　　【請求項４】　前記炭化水素ベースの気体が不活性ガスと混合されている、請求項２
又は３に記載の方法。
　　【請求項５】　前記不活性ガスがアルゴンである、請求項４に記載の方法。
　　【請求項６】　前記炭化水素ベースの気体及び不活性ガスが更にケイ素ベースの気体
と混合されている、請求項４又は５に記載の方法。
　　【請求項７】　前記陽極が前記室の少なくとも１つの壁によって形成されている、請
求項１～６のいずれか１項に記載の方法。
　　【請求項８】　前記陽極が前記室内に配置された要素（ｅｌｅｍｅｎｔ）である、請
求項１～６のいずれか１項に記載の方法。
　　【請求項９】　前記陽極が管状であり、前記基体が前記管状陽極中に配置されている
、請求項７又は８に記載の方法。
　　【請求項１０】　前記室内の気体又は気体混合物の作業圧力が約１．０６Ｐａ～１．
３３Ｐａ（８～１０ｍＴ）である、請求項１～９のいずれか１項に記載の方法。
　　【請求項１１】　出力密度が典型的に約１～１０Ｗ／cm2 である、請求項１～１０の
いずれか１項に記載の方法。
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　　【請求項１２】　前記基体が電線である、請求項１～１１のいずれか１項に記載の方
法。
　　【請求項１３】　細長い本体の形態の基体を真空蒸着可能な材料で被覆する装置であ
って、接地された陽極を含む真空室、前記陽極によって囲まれた基体を前記真空室内に支
持する手段、蒸着可能な材料の気体を低圧で前記真空室に導入する手段、及び無線周波源
を前記基体に接続して前記基体を囲む共軸の電界を生成する手段を含み、前記電界が前記
気体をイオン化して、対応するプラズマを、前記基体を同様に共軸に囲むように発生させ
る、装置。
　　【請求項１４】　前記基体が電線であり、前記装置が、供給手段から取り出し手段ま
で前記室を通って前記電線を移送する手段を包含し、前記供給手段及び取り出し手段が前
記室の外部にある、請求項１３に記載の装置。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００６】
　先行技術において、そして図１を参照して、プラズマベースの被覆装置、例えばスパッ
タリング、及び通常のＲＦプラズマエンハンスド化学蒸着室は、「視野平面中」被覆のみ
を可能とする平行板電極又は円錐形対面電極を使用する。従って、基体の回転が必要であ
る。従って、例えばスパッタリングの場合には、図１において、基体１は、壁５を有する
室内の２つのプレート２、３の間に配置される。プレート２は陰極として作用し、プレー
ト３は陽極として作用し、又は壁５が陽極として作用する。無線周波電圧の電源は電源４
から提供される。基体１をプレート２、３に関して回転する必要があることはさておいて
も、この基体の被膜は平らでなく、不均一であり、非コンフォーマル（ｎｏｎ－ｃｏｎｆ
ｏｒｍａｌ）である。前記基体の表面が、顕微鏡レベルで平らでないときは、これは特に
そうである。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
　　　【０００７】
　　【発明が解決しようとする課題】
　本発明の目的は、コンフォーマルな（ｃｏｎｆｏｒｍａｌ）ＤＬＣ被膜、又は他の真空
蒸着可能な材料を基体に適用するための装置を提供することである。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
　　　【０００８】
　　【課題を解決するための手段】
　それ故、本発明は、ダイヤモンド様被膜又は他の真空蒸着可能な材料で基体を被覆する
装置であって、陽極を有する室、この室内に基体を支持する手段、この室内に低圧気体雰
囲気を確立するための手段、及びこの室内に気体プラズマを確立するための無線周波源を
有し、前記基体は陰極として作用するようにした装置を提供する。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００９
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【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００９】
　本発明は、更に、基体をダイヤモンド様被膜又は他の真空蒸着可能な材料で基体を被覆
するための方法であって、陽極を有する室内に基体を支持すること、この室内に低圧気体
雰囲気を確立すること、及び無線周波源を用いてこの室内に気体プラズマを確立すること
を含み、前記基体は陰極として作用するようにする方法を提供する。
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１０】
　前記基体が陰極であり、前記室の壁又は好ましくは複数の壁が陽極として作用するよう
にする装置を提供することによって、前記基体は制止状態を維持することができる、即ち
、この基体を均一に被覆するために前記基体の回転は必要でなくなる。前記基体が、顕微
鏡的意味において、粗い表面を有するときは、これは特に有利である。これに代えて、前
記陽極は前記室内のプレートからなっていてもよく、この室内の管状要素からなり、その
中に前記基体が置かれてもよい。管状要素を使用することに代えて、一対の対向して配置
された半球形の要素が陽極として作用してもよい。更に他の代替物として、前記室そのも
のが管状で、その湾曲した壁が陽極であってもよい。使用に当たっては、典型的に２cm～
３０cmの範囲の間隔（尤も、この間隔はもっと大きくても、又は小さくてもよい）を置い
た陰極及び陽極の電極配列の間に、共軸プラズマが生成し得る。前記陽極の幾何学的形状
は円形でも正方形でもよいが、数cmのオーダーの小さい間隔の場合には、コンフォーマル
な被膜のためには、陽極は円形であることが好ましい。間隙の広い場合、即ち、１０cmよ
り大きい場合は、この陽極の幾何学的形状はさほど重要ではなく、小さな直径の基体に対
してより大きな距離に渡って電界閉じ込めの性質の故に、正方形／長方形配列が利用でき
る。
【誤訳訂正７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１３】
　基体１５を室１１に入れる。この具体例においてはこの基体は導電性ガイドワイヤーの
形態であるが、それは導電性管であってもよい。このガイドワイヤーは電源の陰極ターミ
ナルに接続される。この壁２１の少なくとも１つ、好ましくは壁２１の全ては電源の電気
的陽極（アースされている）側に接続されている。従って、１つ又は複数の壁２１は陽極
として機能することができ、一方、基体１５は陰極として機能する。この装置１０に適用
可能なプロセス条件の例は次のようである：
【誤訳訂正８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１５】
　この装置は広い範囲の幾何学的形状を持った導電性基体、例えばバネ状に巻かれたガイ
ドワイヤー上のコンフォーマルな被膜を見込むことになり、これによって、先行技術の厚
くて不均一なフィルム被膜とは相違して間隔（ｉｎｔｅｒｓｔｉｃｅｓ）が均一に被覆さ
れる。基体１５がガイドワイヤーであるときは、本発明で得られる均一でコンフォーマル
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なフィルム被膜は、使用のときガイドワイヤーのよりスムーズな通過を提供するであろう
。前記炭化水素ベースのガスはプラズマ内でイオン化され、ある範囲の正及び負に荷電し
た種が得られるようにする。前記正に荷電したイオンは陰極に引き寄せられ、基体上での
凝縮により制御された超薄フィルムの生長を引き起こす。本発明は、共軸プラズマ配列か
ら生じる高プラズマ密度及びフィルム堆積の前及び間に生じる高速度の表面変性の特性の
故にこの生長メカニズムの最適化を可能にする。２μｍというような薄くて高硬度で応力
の低いフィルムを生長させることができる。
【誤訳訂正９】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１６】
　観察されるであろうように、均一な被膜を提供するために基体を回転させることは必要
でない。上述の他のプラズマベースの設計と相違して、サンプルの接着性を改善するため
に基体を加熱することは必要でなく、堆積は室温で生じる。上に説明した本発明は、導電
性基体１５にＲＦ電圧をかけ、ある間隔（デバイ長さによって定義される）を横切る電位
差を、それが設定するようにさせ、こうして共軸プラズマ１６が生成するようにさせる。
大きなＤＣバイアス（典型的には約４５０ボルト）が与えられ、それによってフィルム堆
積の高度な制御、従ってフィルムの品質の提供が可能になる。プラズマ１６の性質は基体
１５をコンフォーマルに囲む能力を有するであろうから、この形状にとって特異であろう
。これは今度は粗い表面の均一な被覆を可能にし、共軸プラズマの性質は高密度プラズマ
相を生じさせる。この装置１０は、先行技術の平坦な電極被覆システム、静電被覆又は浸
漬被覆法に見られるようなものよりは良好な硬さ、接着性及び低摩擦係数を持ったＤＬＣ
の超薄の又は厚いコンフォーマルなフィルムを作り出す能力を有する。共軸法を用いて超
薄型のＤＬＣフィルムを作ることができると、ワイヤー又は装置の伸長の間に剥離しない
低応力の被膜を作ることを可能にする。
【誤訳訂正１０】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１７】
　本発明は、ゆるく結合した汚染物が除かれ、基体１５の表面の湿潤性が改善されること
を確保する。必ずしも必要ではないが、ＤＬＣ層の接着を促進し、後続の層との段階づけ
られた境界の形成を可能にするために、プラズマ重合されたポリマー層が堆積される。高
密度共軸電界は基体１５を囲むので、焦点づけられた電界はその後陰極に入ってきて衝撃
を与えるイオンの軌跡に集中する効果を生じさせる。これはより高い堆積速度を有する堆
積過程を作り出し、基体のよりエネルギーの高いイオン衝撃が起こるであろう。これは、
より高レベルのｓｐ3 カーボンを形成する能力の故に、より高い硬さ、より高い接着力、
及びより低い表面摩擦係数の効果を有するであろう。その結果、通常は高温度加工とより
関連した、高品質の生長機構が達成される。
【誤訳訂正１１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１８】
　０．２６６Ｐａ（２ｍＴ）のアセチレン及びアルゴンガス混合物は、基体を加熱しない
で、高堆積速度（＞１０μｍ／ｈｒ）で高接着（＞４００ｋｇ／cm 2）被膜が達成される



(5) JP 2000-64047 A5 2010.2.4

ようにする。高エネルギーを有する密なプラズマは基体を加熱しないでも高い接着性を可
能にする。
【誤訳訂正１２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２１】
　被覆過程にとって重要なのは、下に横たわる基体に対する高い結合強度を有する超薄（
≦５０nm）高均一でコンフォーマルな層の必要性である。装置表面が高度にイオン化され
た気体状種によってプラズマ変性され、これによって表面エネルギー及び化学的機能が劇
的に変えられて最適薄膜被膜構造体が高度の基体結合を伴って堆積される方法を、本発明
は提供する。典型的に超薄（≦５０nm）接着促進層も利用され、機能性被膜に次第に変わ
ってゆく。広範な材料、例えばＳｉＯ2 クロム、シリカ及び幾つかのプラズマ重合された
ポリマーが、この役割を提供する。ガス流を調節することによって薄膜ＤＬＣを次第に変
化させる現象は、本発明によって提供される鍵になる態様の１つであって、コンフォーマ
ルなＰＥＣＶＤ共軸被覆に最も適している。このフィルムの超薄性質は、構造体界面の調
和及び体積緩和の故にフィルムの応力を低くし、こうして被膜の寿命を改善する。
【誤訳訂正１３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２２】
　これまでに概説した本発明は、多数の医療装置、例えばワイヤーベースの構造体を室内
に配置し、その後バッチで被覆するものである。現在の技術に対する主たる改善は、改善
された収率、再現性及び被膜の品質の利益である。
　しかしながら、代わりとなる量産技術は、被膜を巻き取るか又はリールからリールへ巻
き取ることである。次に、図３が参照されるべきである。装置１００は、装置１０に関し
て記載されるように室１１と壁２１を含む。室１１の外部に第１のハウジング１０１と第
２のハウジング１０２が配置されている。第１のハウジング１０１は、被覆されていない
ガイドワイヤー材料１０４のリール１０３を含む。室１１に開口部１０５が設けられ、ワ
イヤー１０４がハウジング１０１から室１１へアクセスできるようにしている。同様に、
室１１の反対側に開口部１０６が設けられ、被覆されたガイドワイヤーが室１１からハウ
ジング１０２へ通過し、そして取り出しリール１０７上に進むことができるようにしてい
る。適切なモーター（図示せず）によって取り出しリール１０７が駆動される。
【誤訳訂正１４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２３】
　室１１内の種々の位置に、複数のガイドホイール１１０が設けられ、その周りにガイド
ワイヤー１０４が蛇行して通されている。これら複数のガイドホイール１１０の上流の第
１のガイドホイールと開口部１０５の間に、ガイドワイヤー１０４が第１のシールド１１
１の間を通過する。このシールドはこのガイドワイヤー１０４の周りにプラズマが発達す
るのを防ぐ。同様に、最後のガイドホイールと開口部１０６の間に、ガイドワイヤー１０
４が第２のシールド１１２の間を通過する。このシールドはこのガイドワイヤー１０４の
周りにプラズマが発達するのを防ぐ。前記ガイドホイール１１０は、前記ガイドワイヤー
１０４に電気的接続を提供し、それによってガイドワイヤー１０４が陰極として作用し、
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室１１の壁が陽極として作用するのを可能にする。
【誤訳訂正１５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２６】
　本発明は、バリヤー耐性（ｂａｒｒｉｅｒ ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ）の領域における高
いバイオ機能（ｂｉｏ－ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌｉｔｙ）、低い摩擦係数性（平滑性）、バ
ルク及び表面不活性性、低応力、絶縁性、耐磨耗性、生体適合性、高い被膜接着性、コン
フォーマルな被膜の厚さ、高い被膜均一性、装置の大きな可撓性、他の不活性被膜上の小
さい静電気、及び被覆層中での色変化加工の可能性を提供するダイヤモンド様炭素（ＤＬ
Ｃ）薄膜被膜を提供する。
【誤訳訂正１６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２９】
　　［表１］
表面変性：　　分析　　　　　機能上の利益　　　　　典型的装置
材料の性質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金属被膜　　EDX,SPCS及び　　Ｘ線不透明、　　　　　カテーテル、
貴金属及び　SEM 及びAC　　　銀の殺菌活性、　　　　ペースメーカー、
合金　　　　インピーダンス　刺激及び感知に対する　電極及び
　　　　　　　　　　　　　　電極　　　　　　　　　放射線不透明マーカ
セラミック　シクロボルト　　耐久性、耐バリヤー　　カテーテル、
及びＤＬＣ　メトリー、　　　性、電気抵抗性、　　　針、電極、生体内、
　　　　　　EDX,XPS 及び　　激しい磨耗、　　　　　センサーの
　　　　　　SEM 及びAC　　　不活性及び　　　　　　ガイドワイヤー、
　　　　　　インピーダンス　ビアクティブ　　　　　ペースメーカー、
　　　　　　　　　　　　　　（biactive）　　　　　ポリマー管の不感染
　　　　　　　　　　　　　　（多孔質セラミック）　被膜　　　　　　　
表面粗さ　　AFM,棒状薬剤　　平滑性の減少及び　　　カテーテル、針、
　　　　　　（stylus）　　　より高い表面　　　　　電極、生体内、
　　　　　　光学的　　　　　エネルギー　　　　　　センサーの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガイドワイヤー、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ペースメーカー　　
被膜厚さ　　AFM,Ｘ線、　　　被膜応力の減少、　　　バルーン、
　　　　　　反射率測定、　　外傷が比較的少なく　　機能性刺激電極、
　　　　　　楕円偏光測定　　可撓性が増す　　　　　小ルーメンの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カテーテル　　　　
摩擦係数　　静的及び動的　　挿入時外傷が比較的　　カテーテル、針、
　　　　　　試験　　　　　　少なく、感染が　　　　電極、生体内、
　　　　　　　　　　　　　　比較的少ないと　　　　センサーの
　　　　　　　　　　　　　　報告されている　　　　ガイドワイヤー、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ペースメーカー　　
接着性　　　Ｚ－軸プル　　　剥離なしの　　　　　　被覆が必要な
　　　　　　テスター　　　　改善された接着性、　　全ての装置
　　　　　　(Z-axis pull　　それ故より長い
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　　　　　　tester) 　　　　製品寿命　　　　　　　　　　　　　　　　
磨耗　　　　円板上のピン　　より長寿命　　　　　　被覆が必要な
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全ての装置　　　　
硬さ　　　　ナノインデン　　掻き傷及びパンク　　　バルーン、
　　　　　　ション　　　　　に対する抵抗性　　　　ガイドワイヤー、
　　　　　　(nanoindention) 　　　　　　　　　　　針、回転羽根等　　
不活性　　　シクロボルト　　浸出なしで安定な　　　イオン性浸出が
　　　　　　メトリー、　　　電位及び電極／　　　　問題であるときの
　　　　　　　　　　　　　　組織界面　　　　　　　金属及びポリマー上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の生成物及び
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　移植電極　　　　　
バリヤー　　ACインピー　　　低腐食　　　　　　　　イオン性浸出、
被覆　　　　ダンス　　　　　　　　　　　　　　　　腐食及び水透過性が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問題であるときの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金属及びポリマー上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の生成物、例えば
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　光学的感知　　　　
バイオ　　　OWLS, 生物　　　改善された生体適合性　生体内センサー、
フィルム　　汚染試験　　　　及び改善された　　　　スマートカテーテル
防染性　　　　　　　　　　　能動素子性能　　　　　(smart catherters)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、ステント、呼吸器
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　呼吸気管挿入管　　
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